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El microscopio metalurgico invertido esta equipado
con un excelente sistema optico UIS y un disefio de
funcién de modularizacion para que el sistema de
actualizacion oportunamente y logre polarizacion,
observacion de campo oscuro. El cuerpo del
bastidor principal compacto y estable es la
encarnacion de la resistencia a los golpes. El disefio
ergondmico ideal se adopta en esta unidad y tiene

un funcionamiento mas facil y un espacio mas

amplio.
Este instrumento optico ideal para la microobservacion de la estructura inmetallografica y la

morfologia de la superficie. Eso es adecuado para la investigacion en metalografia, mineralogia,

ingenieria de precision, etc.

NOTA: las imagenes y caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso.
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Ocular Campo amplio WF10X (nimero de campo: 22 mm) PL L10X/0.25 (Distancia de trabajo): 20.2 mm

PL L20X / 0.40 (Distancia de trabajo): 8.80 mm

JXL-20 Equipado con objetivos de campo brillante PLL50X/0,70 (distancia de trabajo): 3,68 mm

PL L100X /0.85 £ Seco £ © (Distancia de trabajo): 0.40 mm

Objetivo PLL5X/0.12 BD (Distancia de trabajo): 9.70 mm

. o . PLL10X/0.25 BD (Distancia de trabajo): 9.30 mm
JXL-20BD Equipado con objetivos de campo brillante y oscuro
PL L20X / 0.40 BD (distancia de trabajo): 7.23 mm

PL L50X /0,70 BD (distancia de trabajo): 2,50 mm

El éngulo de inclinacién es de 45 ° y la distancia interpupilar es de 53 ~ 75 mm.

Enfoque coaxial grueso / fino, con tension ajustable: la division minima del enfoque fino es de 2 um.
Sistema de enfoque muserola
Quintuple (ubicacién interna del rodamiento de bolas hacia atras)

Tamaiio total de la etapa mecanica: 242 mm x 200 mm intervalo de movimiento: 30 mm x 30 mm.

Rotundidad y tamafio de escenario giratorio: la medida maxima es de ®130 mm y una apertura minima clara es inferior a ®12 mm.
Control de habilitacion de brillo, halégeno de 6V30W, en JXL- 20

U e Control de habilitacion de brillo, halégeno de 12V50W, en JXL-20BD

Diafragma de campo integrado, diafragma de apertura y polarizador tipo extractor.

Equipado con vidrio esmerilado y filtros amarillos, verdes y azules

Nombre Pardametro de clasificacion / técnica

PL L5X /0.10 (Distancia de trabajo): 26.12 mm
Objetivo

C Adaptador de CD 1X

PL L40X / 0.60 (Distancia de trabajo): 3.68 mm . .
Equipado con objetivos de

PL L60X /0,70 (distancia de trabajo): 3,18 mm campo brillante

NOTA: las imagenes y caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso.

PL L80X /0,80 (Distancia de trabajo): 1,28 mm
PL L40X / 0.60 BD (Distancia de trabajo): 3.00 mm
PL L60X /0.70 BD (Distancia de trabajo): 1.90 mm
Equipado con objetivos de
PL L80X / 0.80 BD (Distancia de trabajo): 0.80 mm campo brillante y oscuro

PLL100X /0.85 BD (Distancia de trabajo): 0.22 mm

0.5X dividiendo 0.1 mm / Div

DV -100

Cémara con puerto USB2.0 DV - 200
DV -300

Adaptador de ca digital CANON (EF) NIKON (F)
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